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【57】申請專利範圍
1.　一種製造多顆二氧化矽(SiO        2)顆粒之方法，包含下列步驟：

(a)製備一水、一有機溶劑以及一矽鹵化物液體；(b)對該水執行一氣霧化製程以產生多個
水微液滴；(c)將該矽鹵化物液體溶入該有機溶劑形成一反應溶液；(d)持續攪拌該反應溶
液，且將該多個水微液滴導入該反應溶液內，致使該多個水微液滴與該反應溶液中之該

矽鹵化物液體反應成多個二氧化矽微粒；(e)清洗該反應溶液，以取得該多個二氧化矽微
粒；以及(f)對該多個二氧化矽微粒執行一乾燥製程，進而獲得該多個二氧化矽顆粒。

2.　如請求項 1所述之方法，其中該有機溶劑係選自由己烷、苯、乙醚以及石油醚所組成之
群組中之其一，該矽鹵化物液體係 SiCl        4或 SiBr        4。

3.　如請求項 2所述之方法，其中該反應溶液中該矽鹵化物液體之體積：該有機溶劑之體積
=1：5。

4.　如請求項 2所述之方法，其中執行該乾燥製程之一溫度範圍為 80~500℃。
5.　如請求項 2所述之方法，其中該多顆二氧化矽顆粒具有一粒徑範圍為 0.1μm~5μm。
6.　一種製造多顆二氧化矽(SiO        2)顆粒之方法，包含下列步驟：

(a)製備一水、一有機溶劑以及一四乙氧基矽烷液體；(b)對該水執行一氣霧化製程以產生
多個水微液滴；(c)將該四乙氧基矽烷液體溶入該有機溶劑形成一反應溶液；(d)持續攪拌
該反應溶液，且將該多個水微液滴導入該反應溶液內，致使該多個水微液滴與該反應溶

液中之該四乙氧基矽烷液體反應成多個二氧化矽微粒；(e)清洗該反應溶液，以取得該多
個二氧化矽微粒；以及(f)對該多個二氧化矽微粒執行一乾燥製程，進而獲得該多個二氧
化矽顆粒。

7.　如請求項 6所述之方法，其中該有機溶劑係乙醇或乙醚。
8.　如請求項 7所述之方法，其中該反應溶液中該四乙氧基矽烷液體之體積：該有機溶劑之
體積=1：5。

9.　如請求項 7所述之方法，其中執行該乾燥製程之一溫度範圍為 80~500℃。
10.   如請求項 7所述之方法，其中該多顆二氧化矽顆粒具有一粒徑範圍為 0.1μm~5μm。
圖式簡單說明
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圖 1係根據本發明之第一較佳具體實施例之方法的各個製程步驟流程圖。
圖 2係根據本發明之第一較佳具體實施例之方法所製造多顆二氧化矽顆粒的掃描式電子顯微
鏡(SEM)照片。
圖 3係根據本發明之第二較佳具體實施例之方法的各個製程步驟流程圖。
圖 4係根據本發明之第二較佳具體實施例之方法所製造多顆二氧化矽顆粒的 SEM照片。
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